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(54) Zpusob zpracovani povrchu dielektrickych, polovodiéovych nebo
kovovych vrstev a zafizeni k provadéni tohoto zpiisobu

ReSeni se tyka zpisobu a zatizeni pro -
zpracovani povrchu dielektrickych, polovo- .
diZovych nebo kovovych vrstev reaktivnim |
iontovym lepténim a néslednym plazmovym L
lepténim substrétu pro v§robu mikroelek- o ~ g
tronickych soulédstek, p¥ifem? obhé faze se w ~

provedou v jednom reaktoru. Podstata zpl-
sobu je v tom, Ze se v reaktoru pisob{ na

substrat aktivnimi

&4sticemi buzenymi

v plazmatu vysokofrekvenéniho vyboje reak-
tivnim iontovym leptdnim, p¥eru${ se plso-

benf aktivnich &4stic a ddle se pisobi za =
opa&ného zapojeni elektrod plazmatickym

leptdnim. Podstata

obsahuje sdruZeny pfepinal, ktery svou LN 677,’
konstrukci umoZni postupné odpojit elek- -
trody reaktoru, odklidovat vysokofrekven&- N

n{ generdtor, prepojit elektrody a zakli- =
Zovat vysokofrekvendni generdtor, takie
nemtiZe p¥i p¥epojovéni dojit ani ke zkratu, S Ng

za¥izeni je v tom, Ze

-
7

‘ani k nefidoucimu odlehdeni vysokofrekvend&-

niho generdtoru. Zplsob a zafizeni se po- ~ u’*’[}:.;;
u¥ije p¥i zpracovdnf substrdtd pfi vyrobé
mikroelektronickych souléstek. MF———
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Vyndlez se tykd zpusobu zpracovdni povrchu dielektrickych, polovodidovych nebo kovovych
vrstev v oblasti vyroby integrovanych obvodi vyS83fho stupné integrace a za¥izeni k provadéni
tohoto zpisobu.

Jsou zndmy leptaci postupy zaloZené na buzenf aktivnich &4stic v plazmatu vysokofrekven&-
niho vyboje. Z rlznych metod leptédnf v plazmatu je pro dosaZeni submikrometrickych rozm&rid
prvkd nejvhodn&j¥{ takzvané reaktivni iontové leptdnf. P¥i této metod& jsou uvnit¥ sklené&ného
nebo k¥emenného reaktoru umistny dv&€ paralelni deskové elektrody. Reaktor je vylerpdn na
po%adované vakuum, nap¥iklad pomoci rota®nf olejové a pak difuzni vyv&vy. Na spodnf elektrodu
je pfes odd&lovaci kondenzdtor p¥ipojen vysokofrekvenéni generdtor, horni elektroda je zpra-
vidla uzemndna. Leptané substrdty jsou umistény na spoani elektrod&, kde v disledku bombardo-
vani kladnymi ionty generovanymi v plazmatu probfh& anizotropni leptdnf rdznych diélektric-
kych, polovodidovych nebo kovovych vrstev. Predpéti na katod& p¥itom dosahuje aZ né&kolika set
Voltd a energie dopadajicich iontl je tedy zna&né, co% zplsobuje, Ze p¥i leptdn{ dochdzi k na-

'

rufenf{ krystalické struktury spodnf vrstvy a% do hloubky #4dov& stovky nanometrid.

U substrdtd, které nesndSeji zpracovadnf p¥i vy$3ich teplotdch, nelze dosdhnout rekrysta-
lizace. Nap¥iklad u MESFE tranzistorl na GaAs poruSeni krystalické struktury vede ke sniZeni
proudu mezi kolektorem a emitorem aZ o B0 %. Aby nedo&lo k uvedenému porusenf, je nutné za-
stavit leptdnf vrstev na urdité minimdlni bezpeéné tlouSfce a dolepténi provést jinou metodou.

Je zndma pro tento G&el nap¥iklad metoda plazmatického leptdni. Pro tuto metodu se po-
uZivd reaktor obdobného typu, kde je ale vysokofrekven&ni generdtor p¥ipojen na horn{ elek-
trodu a leptané substrity spo&ivajf na spodni’ uzemné&né elektrod&. V tomto p¥ipad® je iontové
bombardovadni{ celkem zanedbatelné a k poruSenf{ krystalické struktury nedochédzi. Nevyhodou zi-
stdvd, ¥%e doleptdnf je nutné provést v jiném za¥fzenf, &imZ vznikaji velké ztrdtové &asy pfi
pfenosu substr&td, miZe dojit ke kontaminaci a zanedbatelnd neni ani z investi&niho hlediska
pot¥eba dvou reaktori. "

Uvedené nevyhody odstranuje témé¥ v celém rozsahu zplisob a zafizeni ke zpracovdni povrchu
dielektrickych, polovodifovych nebo kovovych vrstev v reaktoru, obsahujicim ve vakuu zpraco-
vany substrdt a deskové elektrody podle vyndlezu, kde podstata zplsobu spodivd v tom, Ze ve
zminéném reaktoru se na substrdt plsobf aktivnimi ddsticemi buzenymi v plazmatu vysokofrek-
ven&niho vyboje reaktivnih iontovym leptdnim, ddle se p¥erud{ plsobeni aktivnich &&stic, buze-
nych v plazmatu vysokofrekven&niho vyboje a plisobicich na zpracovdvany substrdt reaktivnim
iontovym leptdnim a ddle se plisobl na zpracovdvdny substrdt za opa&ného zapojeni deskovych
elektrod tého% reaktoru plazmatickym lepténim.

V dob& mezi zastavenim pisobenf aktivnich &4stic, buzenych v plazmatu vysokofrekvendérniho
vyboje a plsobicfch na zpracovdvany substrét reaktivﬁim iontovym leptdnim a poddtkem plsobenif
na zpracovavany substrdt za opaného zapojeni elektrod tého? reaktoru plazmatickym leptdnim
je moZno nastavit nové parametry vgboje, novy tlak plynl, nové parametry pritoku plyni.

Pfedmdtem vyndlezu je také za¥fzeni k provddé&ni tohoto zplsobu, obsahujici reaktor se
zpracovidvanym substrdtem a deskovymi elektrodami ve vakuu, propojeny s vysokofrekvendnim ge~
nerdtorem p¥es odd&€lovaci kondenzdtor, propojeny s uzemné&nim, jehoZ podstata spolivi v tom,
Ze sestdvd ze sdruZeného pfepinade s p&ti polohami a se Sesti propojovacimi svorkami, kde
prvn{ svorka je spojena dolnim vedenim s uzemn&nim, druhd svorka je spojena pres odd&lovaci
kondenzdtor s vystupni svorkou vysokofrekven®niho generdtoru, t¥eti svorka a &tvrté svorka
jsou propojeny hornimi vedenimi s vystupnf klf{&ovac{ svorkou a vstupni kli&ovaci svorkou klfi-
&ovaciho obvodu vysokofrekven&niho generdtoru, p4td svorka je spojena s horni elektrodou re~
aktoru a $estd svorka je spojena se spodni elektrodou reaktoru, ptidem? v prvni poloze sdru-
Zeného p¥epfnade leff vodivy mistek ve sdruZeném prepinadi mezi prvni svorkou a pdtou svorkou,
mezi druhou svorkou a $estou svorkou, a mezli t¥etf svorkou a &tvrtou svorkou, ve druhé poloze
sdruZendho p¥epinale leZi vodivy mistek ve sdruZeném p¥epinali mezi prvni svorkou a péatou
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svorkou a Sestou svorkou, ve tfeti poloze sdruZeného pfepinale leZi vodivy mistek ve sdruZe-
ném p¥epinafi mimo svorky, ve &tvrté poloze sdruZeného p¥epinade leZi vodivy mistek ve sdru-
Zeném ptrepinali mezi prvni svorkou a Sestou svorkou a mezi druhou svorkou a patou svorkou

a v paté poloze sdruZeného prepinale leZi vodivy mistek ve sdrufeném pfepinadi mezi prvni
svorkou a Zestou svorkou a mezi druhou svorkou a pdtou svorkou a mezi t¥eti svorkou a &tvrtou

svorkou.

Tim se doséhne plsobeni na zpracovdvany suﬁstrét jak reaktivnim iontovym lepténim, tak
plazmatickym leptd&nim v jednom reaktoru, p¥ifemZ k p¥epojovéni se vyuZfije sdruZenédho p¥epina-
ce, ktery zajistf takovou vazbu pfepojovani elektrod a zaklidovdni a odklidovani vysokofrek-
venéniho generdtoru, Ze nedojde ani ke zkratu ani k neZéddoucimu odleh&eni vysokofrekvenéniho

generdtoru.

zatizen{ podle vyndlezu, vyuZivajici zplsobu podle vyndlezu, je zndzornéno v p¥ikladném

provedeni na ptipojeném vyobrazeni. Jednd se o reaktor propojeny se sdruZenym p¥epinalem.

Reaktor 1 obsahuje dvé elektrody. Horni deskovou elektrodu 2 a dolni deskovou elektrodu
3, nesoucf zpracovédvany substrdt 4. Vyvod 5 slouZi k p¥ipojeni vyvévy. Deskové elektrody 2 a
3 jsou spojeny se sdruZenym pfepinadem 6, na ktery je napojeno dolnim vedenim 7 uzemné&ni
a pfes oddélovaci kondenzdtor 9 je p¥ipojen vysokofrekvenéni generdtor 8. Vysokofrekvenéni
generdtor 8 je spojen se sdruZenym p¥epinadem 6 hornimi vedenimi 10 pro ovlddéni zaklicovéni
vysokofrekven&niho generdtoru 8. Pro pfipojeni k ostatnim prvkim je sdruZeny p¥epinal 6 opa-
t¥en prvni svorkou 11, druhou svorkou 12, t¥eti svorkou 13, ¢tvrtou svorkou 14, pdtou svor-
kou 15, Sestou svorkou 16 a vysokofrekvenéni generdtor 8 je opatfen vystupni svorkou 17, vy-

stupni kliovaci svorkou 18 a vstupni kliovaci svorkou 19.

Funkce popsaného za¥izeni odpovidd zpusobu zpracovdni povrchu dielektrickych polvodi&o-
vych nebo kovovych vrstev podle vyndlezu. Do reaktoru 1 se vloZi zpracovdvany substrét 4 a
reaktor 1 se vyCerpd na pot¥ebné vakuum, napfifklad pomoci olejové vyvévy a difuzni vyvévy.
P¥es sdruZeny pfepinal 6 se zapoji zaklifovany vysokofrekvenéni generdtor 8 k dolni deskové
elektrodé 3 pro zpracovdvany substrdt 4 reaktoru 1 a uzemnéni k horni deskové elektrodé 2
reaktoru 1. Pak se pusobi na zpracovdvany substrdt reaktivnim iontovym leptdnim. D4le se pre-
poj!l sdrufenym pFrepinalem 6 p¥ivody reaktoru 1 a dolepténi se provede za tohoto opalného p¥i-

pojeni deskovych elektrod 2, 3 plazmatickym lepté&nim.

%pusob a za¥fizeni podle vyndlezu se pouiije p¥i zpracovéni povrchu substrdtu pro vyrobu

mikroelektronickych soudédstek.

PREDMET VYNALEZU

1. Zplsob zpracovéni povrchu dielektrickych, polovodiovych nebo kovovych vrstev p¥i
vyrob& mikroelektronickych souldstek, a to v reaktoru, obsahujicim ve vakuu zpracovdvany sub-
strat a deskové elektrody, vyznadeny tim, Ze se na zpracovavany substrit pisobi aktivnimi
&4sticemi buzenymi v plazmatu vysokofrekvenéniho vyboje reaktivnim iontovym leptdnim, d4dle
se prerus$i plsobenf aktivnich ¢&stic buzenych v plazmatu vysokofrekveniniho vyboje a plisobi-
cich na zpracovdvany substrdt reaktivnim iontovym leptdnim a ddle se plUsobi na zpracovdvany
substrdt za opaného zapojeni deskovych elektrod téhoZ reaktoru plazmatickym leptdnim.

2. ZplUsob zpracovani povrchu dielektrickych, polovodiovych nebo kovovych vrstev podle
bodu 1, vyznaleny tim, Ze v dobé mezi zastavenim plsobeni aktivnich &4stic buzenych v plazmatu
vysokofrekven&niho vyboje a pusobicich na zpracovdvany substrdt reaktivnim iontovym lepténim
a poldtkem ptsobeni na zpracovadvany substrdt za opalného zapojeni deskovych elektrod téhoZ

reaktoru plazmatickym leptdnim se nastavi noveé parametry vyboje.

3. Zplsob zpracovani povrchu dielektrickych, polovodic¢ovych nebo kovovych vrstev podle
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bodu 1 aZ 2, vyznadeny tim, Ze v dob& mezi zastavenim pusobeni aktivnich &&stic buzenych

v plazmatu vysokofrekven®niho vyboje a plsobfcich na zpracovdvany substrdt reaktivnim ionto-
vym leptdnim a poldtkem plsobeni na zpracovdvany substrdt za opadného zapojeni deskovych elek-
trod téhoZ reaktoru plazmatickym leptédnim se nastavi novy tlak plynd v reaktoru.

4. ZplUsob zpracovdni povrchu dielektrickych, polovodilovych nebo kovovych vrstev podle
bodu 1 a% 3, vyzna&eny tim, Ze v dob& mezi zastavenim plsobeni aktivnich &&stic buzenych
v plazmatu vysokofrekvenéniho vyboje a plsobicich na zpracovévany substrit reaktivnim ionto-
vym leptdnim a po&étkem plsobeni na zpracovavany substrdt za opafného zapojeni deskovych elek-
trod tého? reaktoru plazmatickym leptdnim se nastavi nové parametry prutoku plynt. .

5. Za¥izeni k provddé&ni zpusobu podle bodd 1 aZ 4, obsahujfci reaktor se zpracovdvanym
substrdtem a deskovymi elektrodami ve vakuu, propojeny s vysokofrekvenénim generdtorem p¥es
oddé&lovaci kondenzitor a propojeny s uzemnénim, vyznaeny tim, Zec sestdvd ze sdruZeného pfe-
pinade (6) s p&ti polohami a se $esti propojovacimi svorkami (11, 12, 13, 14, 15, 16), kde
prvni svorka (11) je spojena dolnim vedenim (7) s uzemnénim, druhd svorka (12) je spojena
pfes oddélovaci kondenzdtor (9) s vystupni svorkou (17} vysokofrekvenéniho gener&toru (8),
t¥et{ svorka (13) a &tvrtd svorka (14) jsou propojeny hornimi vedenimi (10) s vystupni klido-
vaci svorkou (18) a vstupni klidovaci svorkou (19) klic¢ovaciho obvodu vysokofrekven&niho gene-
rdtoru (8), pdtd svorka (15) je spojena s hornf deskovou elektrodou (2) reaktoru (1) a Sestd
svorka (16) je spojena s dolni deskovou elektrodou (3) reaktoru (1), pfidemZ v prvni poloze
sdrufeného prepinade (6) leZi vodivy mistek ve sdruZeném p¥epinadi (6) mezi prvni svorkou (11)
a padtou svorkou (15), mezi druhou svorkou (12) a Sestou svorkou (16) a mezi t¥eti svorkou (13)
a &tvrtou svorkou (14), ve druhé poloze sdruZendho pfepinace (6) leZi vodivy mistek ve sdru-
Zenér p¥epinadi (6) mezi prvni svorkou (1l1) a pdtou svorkou (15) a mezi druhou svorkou (12)
a Sestou svorkou (16), ve t¥eti poloze sdrufeného pfepinale (6) leZi vodivy mistek ve sdruZe-
ném pfepinaci (6) mimo svorky (11, 12, 13, 14, 15, 16), ve &tvrté poloze sdruZeného pfepinale
(6) leZi vodivy mustek ve sdruZeném pfepinacdi (6) mezi prvni svorkou (11) a Sestou svorkou
(16) a mezi druhou svorkou (12) a pdtou svorkou (15) a v pdté poloze sdruZendho prepinade (6)
le%i vodivy mistek ve sdruZeném p¥epinadi (6) mezi prvni svorkou (11) a Sestou svorkou (16),

mezi druhou svorkou (12) a pdtou svorkou (15) a mezi tfeti svorkou (13) a &tvrtou svorkou (14).

6. zZafizeni podle bodu 5 vyznalené tim, Ze sdruZeny p¥epinaé¢ (6) mid aretaci v prvni,

t¥eti a p&té poloze.

1 vykres
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